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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

各種遷移金属がメッキされた金属組織上に炭素質薄膜が蒸着された試料における金
属組織、組成の均一性などの微細構造を調査した。そのために成膜された炭素質薄
膜の断面試料を集束イオンビーム加工装置（FIB）を用いて作成し、収差補正型透
過電子顕微鏡（TEM）にて観察した。

実験
Experimental

遷移金属としてはクロムメッキ膜を選択し、そのうえに成膜された炭素質薄膜
をSEMにて観察し、さらに断面観察するためにFIBにてTEM観察用のサンプルを切
り出し、薄片化処理を行った。電顕観察では照射系の収差補正器を最適化すること
でプローブサイズをサブナノまで縮小し、高角円環状検出器暗視野像（STEM-
HAADF像）、円環状暗視野像（STEM-LAADF像）により質量分布を検出するとと
もに、特性エックス線分光（EDS）を併用することにより元素分析を行った。

結果と考察
Results and Discussion

図１にサンプル抽出の状況を示す。このようにイオンビームによるダメージを避け
るために表面保護層を蒸着した後、電顕試料を抽出した。この段階で一方向にロー
ル傷のような凹凸が観察され、試料はその方向に平行に切り出した。図２にSTEM-
LAADF像を示す。このように応力を受けた金属組織が観察され、前処理としてのあ
る程度の強加工が行われたことが示唆された。 今回の結果から最表層の炭素質薄膜
内ならびにその直下の元素分布などの状況が理解でき、今後のプロセッシング検討
の一助となった。

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

図１ FIBによるサンプルの抽出
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図２ STEM-LAADF（円環状暗視野）による組織観察
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